Приложение 1

к извещению о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и изготовление
Экспериментальной установки электрохимического травления Ni-W лент-подложек на проход

1. Назначение
Экспериментальная установка для электрохимического травления полировки (далее установка ЭХТ) предназначена для проведения проходного электрохимического травления (ЭХТ) Ni-Wлент-подложек ленточных ВТСП- 2. В процессе ЭХТ обеспечивается очистка поверхности подложки на основе сплава Ni-3-5% ат.W, приводящая к удалению слоя оксида никеля и других мешающих образований на поверхности ленты-подложки, которые возникли в результате транспортировки ленты и возможного контакта с воздухом и загрязняющими объектами. При этом поверхность лент должна характеризоваться высоким совершенством и обладать по параметру Rа нанометровым рельефом поверхности, для последующей эпитаксии оксидных буферных пленок.
2. Состав оборудования экспериментальной установки и характеристики 

2.1. Экспериментальная установка для электрохимического травления полировки должна включать в себя следующее, связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
	№
	Наименование оборудования
	Характеристики оборудования

	1
	Лентопротяжный механизм с обратной перемоткой Ni-W ленты-подложки и с системой стабилизации скорости
	Рабочая сторона ленты – внешняя;

Длина ленты – не менее 12 м;

Ширина ленты – (4-10) мм;

Толщина ленты – (0,5-0,7) мкм;

Скорость протяжки – регулируемая в диапазоне 1÷20 мм/мин;

Показатель отклонения скорости – 

не более ±5%.


	2
	Блок очистки исходной ленты от загрязнений
	УЗ мойка

	3
	Ванна для проведения электрохимического травления  ленты 
	

	4
	Комплект ванн или устройств для отмывки поверхности ленты от следов электролита
	

	5
	Очистные фильтры для промывной воды.
	

	6
	Сушильный агрегат для просушки готовой ленты.
	

	7
	Источник постоянного тока
	

	8
	Установка для получения би-дисцилированной воды (или обессоленной воды)
	


2.2. Требования к оборудованию экспериментальной установки:
2.2.1. Лентопротяжный механизм с обратной перемоткой Ni-W ленты-подложки и с системой стабилизации скорости должно обеспечивать: 

- возможность электрохимического травления внешней рабочей стороны ленты;

- возможность протяжки и перемотки образцов Ni-W ленты-подложки длинной не менее 12 м;

- регулируемую скорость протяжки в диапазоне 1÷20 мм/мин;

- систему стабилизации скорости с точностью ±5%;

- скорость обратной перемотки – не менее 500 мм/мин;

- возможность регулировки натяжения Ni-W ленты-подложки;

- радиус изгиба ленты в любой части установки – не менее 20 мм.
2.2.2. Требования к рабочей ванне для ЭХТ:
- ванна должна быть выполнена из кислотостойких материалов - должна быть устойчивость конструкционных материалов к воздействию применяемых электролитов;
- ванна должна быть оборудована перемешивающим устройством электролита;
- иметь термостатированный узел подогрева или охлаждения ванны с регулированием температуры в диапазоне 20-100ºС;
- режимы электрохимического травления ленты-подложки: 

рабочий кислотный электролит - 70%-ная серная кислота H2SO4,

температура электролита t = 20-30ºC
плотность тока i = 0,2 - 0,5 А/cм2; 

время травления t = 5 - 20 секунд.

контролируется плотность тока.

- ванна должна быть оснащена системой ввода и вывода раствора электролита; 

- ванна должна быть оборудована механизмом протяжки ленты через электролит;
- в процессе ЭХТ должно осуществляться травление одной рабочей (внешней) поверхностей ленты-подложки.

2.2.3. Требования к блоку очистки лены от загрязнений.
- блок очистки исходной ленты должен включать ванну для химической обработки ленты для удаления минеральных и органических загрязнений;
- блок промывки;
- сушильный агрегат.
3. Технические характеристики экспериментальной установки и поверхности ленты после электрохимического травления.

В процессе электрохимического травления должны обеспечиваться следующие требования:

- в процессе ЭХТ должно осуществляться травление одной рабочей (внешней) поверхностей ленты-подложки.

- поверхность лент должна характеризоваться высоким совершенством и обладать по параметру Rа нанометровым рельефом поверхности не хуже 3-5 нм на поле размером 5×5 мкм2,

- отсутствие на поверхности лент следов реактивов электролита, загрязнений, остатков солеей, пятен и разводов промывной жидкости. 

4. Дополнительные требования

4.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

4.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта разработок и изготовления оборудования для работы с системами протяжки Ni-(5-9)ат.%W лент толщиной (0,7 - 0,5) мкм или их аналогами, а также с устройствами нанесения жидкофазных прекурсоров аэрозольным способом на движущуюся ленту-подложку.

5. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки
Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования и провести испытания установки не позднее 2 декабря 2011 года.
По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки. 
